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1. はじめに 

銅や銀などは現代のエレクトロニクス部品

において必須の素材であるが、自然酸化により

しばしばトラブルの原因となってきた。これに

対し、還元剤を用いた化学処理[1], [2]や、水素

ガスによるプラズマ還元処理[3]などが行われ

てきたが、周辺設備などによりコストを圧迫し

てきた。そこで、我々は以前に提案した

DH-CVD (Direct Humidity Chemical Vaper 

Deposition)技術[4]を応用し、ガスを用いない新

たな真空プラズマ還元処理方法を提案する。 

2. 実験方法 

処理の対象として 10 円玉及び銅箔を用いた。

還元剤として減圧環境下でも液体として存在

するグリセロールを使用した。装置は並行平板

式の真空プラズマ装置を用いた。還元剤は図 1

のように容器に入れ、電極から外した位置に配

置した。評価として、①10 円玉及び銅箔に対

する目視評価 ② 銅箔に対する XPS(X 線光電

子分光 )を用いた表面分析  ③排気中の

Q-mass(四重極質量分析計)を用いた元素評価

の三つの手法を用いた。 

 

図 1. 装置の構成図 

3. 実験結果及び考察 

①図 2 に示した通り、10 円玉表面に明確な

変色が見られた他、銅箔に対しても処理前後で

の色の変化を確認した。 

 

図 2. 処理前後の 10円玉の様子 

②XPSを用いた分析結果においても、酸素

(O1s)を示す 531eVのピークが 2/3になるなど、

銅箔が還元されたことを示すデータが得られ

た。③Q-massを用いた評価においては、還元

されたことを示す直接的な結果は得られなか

ったが、CH2や COなどの還元反応に寄与する

活性種が多く観察された。グリセロールがプラ

ズマ状態となることで、還元に寄与する活性種

が得られたと考えられる。詳細は当日議論する。 
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